
第２６回電子顕微鏡解析技術フォーラム 
会議録 

 
（１）日時：２００６年１０月１６～１７日 
（２）場 所：ピアザ淡海（滋賀県） 
（３）テーマ：電子顕微鏡解析技術フォーラム 
（４）成 果：最近、産業界で応用が広がっているＳＴＥＭについて基礎から実用まで講

演を行った。きれいなＳＴＥＭ像を得るＫｅｙともなる試料作製について、ＦＩＢによる

ダメージ層の除去に焦点をあて新技法の紹介や比較検討を行った。さらに電圧印加型のそ

の場ＴＥＭ観察やＦＩＢ内での加熱実験を紹介し、優れた特殊な装置から得られる貴重な

知見を参加者と共有することができた。また、企業ユーザーから２件の解析事例の報告が

行われ、電子顕微鏡の解析技法について討議した。また、恒例行事である「ざっくばらん

トーク」では参加者が失敗事例を持ち寄って解決法を討論しながら深夜までネットワーキ

ングが行われた。 
（５）参加者：33名 
（６）プログラム， 
原子分解能 STEMの基礎と応用         柴田 直哉（東京大学） 
低中倍 STEMの基礎と STEM-EDSマッピング 鈴木 敏洋（ﾄﾌﾟｺﾝﾃｸﾉﾊｳｽ） 
STEM-EELSの基礎と応用   奥西 栄治（日本電子） 
電流・電圧印加型 In-Situ TEM観察  佐々木 勝寛（名古屋大学） 
高温 In-situ観察手法としての FIB技術の開発 杉山 昌章（新日鐵） 
Arイオンビームによる FIBダメージ層除去の効果 佐々木 宏和（古河電工） 
電子顕微鏡による断面・界面観察の新たな世界 清水 健一（慶應義塾大学） 
トリプルビーム装置を用いた TEM試料作製 完山 正林（SIINT） 
TEM-EELSによる NiSiの相同定技術  朝山 匡一郎（ﾙﾈｻｽﾃｸﾉﾛｼﾞ） 
斜出射 EDXによる表面付着物の元素分析 石本 竜二（トクヤマ）。 
 

文責 加藤直子（日本アイ・ビー・エム） 


